
豊田ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理事業
平成21年度　環境モニタリング調査結果

平成22年1月
日本環境安全事業株式会社

豊田事業所

＜周辺環境＞　

5月 8月 11月 2月

ＰＣＢ mg/m
3 0.00000094 0.00000290 0.00000059 0.0005

ダイオキシン類 pｇ-TEQ/m
3 0.020 0.034 0.028 0.6

ベンゼン mg/m
3 0.0009 0.0029 0.0012 0.003

ＰＣＢ mg/L <0.0005
検出されないこと

（0.0005未満）

ダイオキシン類 pｇ-TEQ/g 1.2 1000

ＰＣＢ mg/L <0.0005 <0.0005
検出されないこと

（0.0005未満）

ダイオキシン類 pｇ-TEQ/L 0.055 0.038 1

測定地点は添付1による

（「<」はその値未満を示す。以下同じ。）

単位 （参考）環境基準値等

測定結果

土壌 施設内

地下水 観測井

区分 測定項目 測定地点

敷地境界大気
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＜排出源＞

5月 8月 11月 2月

ＰＣＢ mg/m
3
N <0.001 <0.001 <0.001 0.01

ダイオキシン類 ｎｇ-TEQ/m
3
N 0.0020 0.0024 0.00084 0.1

ベンゼン mg/m
3
N <0.5 0.6 <0.5 50

ＰＣＢ mg/m
3
N <0.001 <0.001 <0.001 0.01

ダイオキシン類 ｎｇ-TEQ/m
3
N 0.0000018 0.0000013 0.0000015 0.1

ＰＣＢ mg/m
3
N <0.001 <0.001 <0.001 0.01

ダイオキシン類 ｎｇ-TEQ/m
3
N 0.00000086 0.00000023 0.0000290 0.1

ベンゼン mg/m
3
N <0.5 <0.5 <0.5 50

pH - 6.9 7.3 5.8～8.6

SS <1 <1 30

BOD 1.1 <0.5 25

全窒素 24 9.1 60

全リン 1.6 0.5 8

ｎ－ヘキサン <0.5 <0.5 5

ＰＣＢ mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005

ダイオキシン類 pｇ-TEQ/L 0.016 0.018 0.047 5

測定地点は添付2による

測定地点

１～４系ガラリ

５系

単位区分 測定項目

排気

６系

３－２系

管理目標値

測定結果

排水

浄化槽

最終放流口

mg/L
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＜騒音・振動＞

測定結果

平成22年2月

西側

東側

北側 振動レベル ｄＢ 65

測定地点は添付１による

＜悪臭＞

測定結果

平成21年11月

１～４系ガラリ 0.013

５系 0.005

６系 0.006

３－２系 0.004

３－３系 <0.002

敷地境界（風下） 0.006

１～４系ガラリ <0.9

５系 <0.9

６系 <0.9

３－２系 <0.9

３－３系 <0.9

敷地境界（風下） <0.9

１～４系ガラリ <0.1

５系 <0.1

６系 <0.1

３－２系 <0.1

３－３系 <0.1

敷地境界（風下） <0.1

  （その他特定悪臭物質）
＊

３－２系 4.8 -

３－３系 <0.1 -
＊標記以外の特定悪臭物質は、過去の各測定地点で調査で非検出を確認
測定地点は添付１及び添付２による

測定地点 測定項目 単位

管理目標値

昼間70
（夜間65）

管理目標値

測定地点 測定項目 単位

騒音レベル ｄＢ（Ａ）

0.05

トルエン 10

アセトアルデヒド

キシレン 1

ppm

ppmアンモニア



5.9E-07
0.028

0.0012

1.2

0.038



添付 2

　　　　：測定箇所

Ａ：受入抜油室、受入検査室、清掃解体室

Ｂ：メンテナンス室 排気処理装置＊1 活性炭処理

Ｃ：大型・車載ﾄﾗﾝｽ遮蔽フード排気

Ｄ：小型ﾄﾗﾝｽ/ｺﾝﾃﾞﾝｻ解体

Ｅ：真空超音波洗浄遮蔽フード排気

Ｆ：撹拌洗浄/真空加熱分離遮蔽フード排気 排気処理装置＊1 活性炭処理

Ｇ：前処理/液処理工程ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞﾎﾞｯｸｽ排気

Ｈ：分析室ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ排気１

Ｉ：前処理工程排気（真空加熱、抜油/洗浄等） 排気処理装置＊1 活性炭処理

Ｊ：液処理工程排気（反応槽）

Ｋ：分析室ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ排気２ 排気処理装置＊2 活性炭処理

Ｌ：液処理工程排気（遠心分離機等） 排気処理装置＊3

活性炭処理

活性炭処理

　＜卒業判定後のプロセス排気＞

Ｏ：液処理工程排気（後処理槽） 活性炭処理

Ｐ：前処理工程排気（副後処理槽） 活性炭処理

Ｍ：室内排気（ﾄﾗﾝｽ/ｺﾝﾃﾞﾝｻ抜油・解体、蒸
留ｴﾘｱ、排気処理ｴﾘｱ、受入/保管ｴﾘｱ等）

Ｎ：室内排気（工程分離処理水室、ﾌﾞﾗｲﾝﾁﾗｰ
室、分析室等）

排気（悪臭）測定箇所

１～４系
 ガラリ

５系

６系

３－２系

３－３系

排気処理装置
＊１：スクラバー
＊２：活性炭
＊３：スクラバー又は凝縮器


